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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄層の積重体で被覆されている透明基材を含むグレージングであり、前記積重体が、少
なくとも１つの銀ベースの機能性金属層と少なくとも２つの反射防止コーティングとを、
それぞれの前記機能性金属層が、２つの前記反射防止コーティングの間に配置されるよう
に含んでおり、それぞれの前記反射防止コーティングは、少なくとも１つの誘電体層を含
んでいる、グレージングであって、
　前記積重体が、
　・前記銀ベースの機能性金属層の下方に位置している、少なくとも１つの反射防止コー
ティングであって、酸化チタン、酸化ニオブ、及び酸化スズからなる群より選択される、
孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層と、安定化機能を有する少なくとも１つの誘電体層
とを含んでいる、少なくとも１つの反射防止コーティング、及び、
　・１ｎｍ超の厚さを有する酸化チタンをベースとする少なくとも１つのブロッキング層
であって、孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層を含む前記反射防止コーティングと銀ベ
ースの機能性金属層との間において、前記銀ベースの機能性金属層と直接接触し、かつ安
定化機能を有する前記誘電体層と直接接触して位置している、少なくとも１つのブロッキ
ング層、
を含んでおり、
　孔タイプの欠陥を生成し得る前記誘電体層が、５ｎｍ超の厚さを有し、かつ１つ以上の
層により前記機能性層から分離されており、
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　孔タイプの欠陥を生成し得る前記層と前記機能性層との間に挿入されている前記１つ以
上の層の厚さが、最大２０ｎｍである、
薄層の積重体で被覆されている透明基材を含むグレージング。
【請求項２】
　前記反射防止コーティングの孔タイプの欠陥を生成し得る前記誘電体層が、１つ以上の
層により前記機能性層から分離されており、孔タイプの欠陥を生成し得る該層と該機能性
層との間に挿入されたすべての層の厚さが、少なくとも６ｎｍであることを特徴とする、
請求項１に記載のグレージング。
【請求項３】
　酸化チタンをベースとする前記ブロッキング層が２．５ｎｍと４．５ｎｍの間の厚さを
示すことを特徴とする、請求項１又は２に記載のグレージング。
【請求項４】
　安定化機能を有する前記少なくとも１つの誘電体層が、酸化亜鉛をベースとしているこ
とを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載のグレージング。
【請求項５】
　前記酸化亜鉛が少なくとも１種の他の元素をドープされていることを特徴とする、請求
項４に記載のグレージング。
【請求項６】
　前記他の元素がアルミニウムであることを特徴とする、請求項５に記載のグレージング
。
【請求項７】
　前記積重体が、
　・酸化チタンをベースとする誘電体層と、酸化チタンをベースとする該誘電体層を銀ベ
ースの機能性金属層から分離する、酸化チタンをベースとする層以外の誘電体層とを含め
て、少なくとも２つの誘電体層を含む反射防止コーティング、
　・少なくとも２ｎｍの厚さを示す酸化チタンをベースとするブロッキング層、
　・酸化チタンをベースとする該ブロッキング層と直接接触して位置している銀ベースの
機能性金属層、
を含むことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載のグレージング。
【請求項８】
　前記積重体が、
　・酸化チタンをベースとする少なくとも１つの誘電体層と、酸化チタンをベースとする
該誘電体層を銀ベースの機能性金属層から分離する、酸化亜鉛をベースとし安定化機能を
有する誘電体層とを含む、銀ベースの該機能性金属層の下方に位置する反射防止コーティ
ング、
　・酸化亜鉛をベースとし安定化機能を有する該誘電体層と直接接触して位置している、
少なくとも２ｎｍの厚さを示す酸化チタンをベースとするブロッキング層、
　・酸化チタンをベースとする該ブロッキング層と直接接触して位置している銀ベースの
機能性金属層、
　・銀ベースの該機能性金属層の上方に位置する反射防止コーティング、
を含むことを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載のグレージング。
【請求項９】
　酸化チタンをベースとするブロッキング層と直接接触して位置している銀ベースの前記
機能性金属層の上にブロッキング上層が位置していることを特徴とする、請求項８に記載
のグレージング。
【請求項１０】
　前記積重体がその最終層として上部保護層を含むことを特徴とする、請求項８又は９に
記載のグレージング。
【請求項１１】
　機能性金属層の厚さが５ｎｍと２０ｎｍの間であることを特徴とする、請求項１～１０
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のいずれか１項に記載のグレージング。
【請求項１２】
　前記反射防止コーティングが、酸化物、ケイ素窒化物Ｓｉ3Ｎ4、及びケイ素酸窒化物Ｓ
ｉＯxＮyから選択された、ケイ素化合物をベースとする、バリア機能を有する少なくとも
１つの誘電体層を含むことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載のグレー
ジング。
【請求項１３】
　前記酸化物がＳｉＯ2であることを特徴とする、請求項１２に記載のグレージング。
【請求項１４】
　前記ケイ素化合物が少なくとも１種の他の元素をドープされていることを特徴とする、
請求項１２又は１３に記載のグレージング。
【請求項１５】
　前記少なくとも１種の他の元素がアルミニウムであることを特徴とする、請求項１４に
記載のグレージング。
【請求項１６】
　前記積重体で被覆されている前記基材が少なくとも、湾曲及び／又は強化ガラス製であ
ることを特徴とする、請求項１～１５のいずれか１項に記載のグレージング。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載のグレージングの製造方法であって、酸化チタン
をベースとする前記ブロッキング層をセラミックのＴｉＯxターゲット（この式中のｘは
１．５と２の間である）から非酸化性雰囲気で被着させることを特徴とする、グレージン
グの製造方法。
【請求項１８】
　前記積重体で被覆されている前記基材を３００℃超の温度で熱処理に供することを特徴
とする、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　薄層の前記積重体を陰極スパッタリングタイプの真空技術により前記基材上に被着させ
ることを特徴とする、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記真空技術が磁場により支援されることを特徴とする、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀ベースの機能性金属層を少なくとも１つの含む薄層の積重体で被覆された
透明基材を含むグレージングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　銀ベースの機能性金属層（又は銀層）は、電導性と赤外線（ＩＲ）反射の有利な特性を
有し、従って入射する太陽エネルギーの量を減少させることを目的とする「太陽光制御」
グレージングにおいて使用され、及び／又は建物又は輸送手段の外に向けて消散されるエ
ネルギーの量を減少させることを目的とする“Ｌｏｗ－Ｅ”グレージングにおいて使用さ
れる。
【０００３】
　これらの銀層は、積重体の光学的特性を調整することを可能にするいくつかの誘電体層
を一般的に含む反射防止コーティングの間に被着される。さらにこれらの誘電体層は、化
学的又は機械的攻撃から銀層を保護することを可能にする。
【０００４】
　グレージングの光学的及び電気的特性は、銀層の品質、例えばその結晶状態、その均一
性、及びその周囲の状況、例えば銀層の上方及び下方の界面の性質と表面粗さなど、に直
接依存する。
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【０００５】
　銀ベースの機能性金属層の品質を改良するために、この層を反射防止コーティングの被
着に関連して又は熱処理に関連して起こりうる損傷から保護することを役割とするブロッ
キング層を使用することが知られている。具体的には、前記ブロッキング層の性質、数、
及び位置の点で様々な、多くの可能性が提案されている。
【０００６】
　例えば、１つのブロッキング層を使用すること、又は複数のブロッキング層からなるブ
ロッキングコーティングを使用することが可能である。これらのブロッキング層又はブロ
ッキングコーティングは、機能性層の上方のみ、下方のみ、又は上方と下方の両方に位置
することができる。
【０００７】
　ブロッキング層の性質及び厚さの選択は、機能性層を構成する材料と、機能性層と接触
して位置する反射防止コーティングを構成する材料と、可能性のある熱処理と、所望の特
性とに依存する。
【０００８】
　積重体の複雑さ及び所望の処理と性質の多様性は、ブロッキング層の特性を各構成に適
合させることを必要にする。
【０００９】
　通常使用されるブロッキング層の中でも、ニオブＮｂ、タンタルＴａ、チタンＴｉ、ク
ロムＣｒ若しくはニッケルＮｉから選択される金属をベースとするか、又はこれらの金属
のうちの少なくとも２つから得られる合金、特にニッケルとクロムの合金（Ｎｉ／Ｃｒ）
をベースとする、ブロッキング層を挙げることができる。
【００１０】
　ニッケルとクロムの合金をベースとするブロッキング層は、焼戻しタイプの熱処理後の
曇りを減少させ機械的特性を改善することを可能にする。しかしこれらの層の存在は、放
射率、積重体の吸着率を損ない、そして特に電子の分散を促進することにより導電性を損
なう。これらの層はまた、これらの層が安定化層と銀層との間に挿入された場合には、銀
の結晶化を促進することを目的とした安定化層、例えば酸化亜鉛の層など、の存在に関連
した有益な効果を弱める。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、具体的に言えば、焼なまし、曲げ加工及び／又は焼戻しなどの高温熱処理を
受けなければならないガラスに関する。実際のところ、高温熱処理は銀層の変化を引き起
こすことがあり、特に欠陥を生じさせることがある。これらの欠陥の一部は、孔又はドー
ムの形で存在する。
【００１２】
　「孔」タイプの欠陥は、銀が欠如した領域の円形又は樹木状の形状を示す外観、すなわ
ち銀層の部分的ディウェッティングに対応する。熱処理後の銀層は、銀を含まない領域に
対応する円形又は樹木状の孔を含む銀層である。顕微鏡で観察した銀層は平らに見える。
銀を有する領域で撮影したこの層の厚さは、あまり変動しない。
【００１３】
　「ドーム」タイプの欠陥は、「大きな」銀粒子の存在に対応し、これは銀層内の厚さの
変動を引き起こし、すなわち厚くなった領域と薄くなった領域とを生じさせる。厚さの変
動は点状に発生し、すなわち「大きな」粒子のところでのみ観察される。この場合、銀層
は、「大きな」粒子の場所以外では均一な厚さを有することができる。この「大きな」粒
子のまわりの銀層の再配置の結果として、厚さの変動はより広範になり得る。これらの「
ドーム」タイプの欠陥は、「孔」タイプの欠陥の中間状態には相当しない。
【００１４】
　図１．ａは、透過型顕微鏡で撮影した孔タイプの欠陥の断面画像である。図１．ｂは、
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図１．ａの断面の位置を白線で示す、走査型電子顕微鏡で撮影した画像である。
　図２は、透過型顕微鏡で撮影したドームタイプの欠陥の断面画像である。
【００１５】
　これらの画像には、ガラス基材１、銀層の下方に位置するいくつかの誘電体層を含む反
射防止コーティング２、銀層３、銀層の上方に位置する反射防止コーティング４、及び保
護層５が示されている。
【００１６】
　これらの画像は、孔タイプの欠陥とドームタイプの欠陥との違いを明確に示している。
【００１７】
　欠陥の存在は光の分散現象を引き起こし、これは、一般に強い光の下で目に見える「曇
り」として知られている明るい光輪の出現により視覚的に反映される。曇り度は、２．５
°超の角度で分散される透過光の量に対応する。
【００１８】
　これらの欠陥の存在はまた、導電性と機械的強度の低下を生じさせ、腐食点を出現させ
るように思われる。これらの腐食点はしばしば、通常の光でも目に見える。
【００１９】
　これらの欠陥が生じる理由とメカニズムは、まだよく理解されていない。孔又はドーム
タイプの欠陥の出現は、銀層の上方及び下方に位置する反射防止コーティングを構成する
誘電体層の性質に強く依存するように思われる。積重体中の特定の誘電体材料、特に特定
の酸化物の存在は、特定の欠陥（孔又はドーム）の形成を増加させる。
【００２０】
　本出願人は、反射防止コーティングにおける酸化チタン（ＴｉＯ2）、酸化ニオブ（Ｎ
ｂ2Ｏ5）、又は酸化スズ（ＳｎＯ2）をベースとする誘電体層の存在が、高温熱処理中に
孔タイプの欠陥の形成を促進することを発見した。実際のところ、これらの材料は光学的
に有利な材料であり、特に二酸化チタンはその高い屈折率のために有利である。例えば、
欧州特許出願公開第６７８４８４号明細書及び同第２４０６１９７号明細書から、基材と
機能性金属層との間に位置する高い屈折率を有する１つ以上の誘電体層が、機能性金属層
を反射防止性にするのを可能にすることができることが知られている。反射防止コーティ
ングにおいてこの種の高屈折率材料を使用しないことを目標とする解決策は、満足できる
ものではない。
【００２１】
　本出願人は、反射防止コーティング中の酸化亜鉛スズ（ＳｎＺｎＯ）をベースとする誘
電体層の存在が、ドームタイプの欠陥の生成を促進することを発見した。
【００２２】
　最後に本出願人は、アルミニウムを任意選択的にドープされた窒化ケイ素をベースとす
る誘電体層の存在が、孔タイプ又はドームタイプの欠陥の発生をはるかに少なくすること
を発見した。
【００２３】
　国際公開第２００７／０５４６５６号は、銀ベースの機能性金属層と酸化チタンをベー
スとするブロッキング層とを含んだ薄層の積重体で被覆された透明基材を含むグレージン
グを開示している。このブロッキング層は、好ましくは０．５ｎｍと２ｎｍの間の厚さを
示す。この反射防止コーティングは、窒化ケイ素及び酸化亜鉛をベースとする誘電体層か
ら構成される。これらの誘電体層には、熱処理後に銀ベースの機能性層において孔タイプ
又はドームタイプの欠陥を生じさせる性向がない。
【００２４】
　本発明の目的は、少なくとも１つの銀ベースの機能性層と、該銀ベースの機能性層中に
孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層を含む少なくとも１つの反射防止コーティングとを
含む積重体で被覆された基材を含むグレージングを開発することである。このグレージン
グは、孔を生成し得る層の存在にもかかわらず、その光学的性質、その機械的強度、及び
その耐腐食性を維持しながら、曲げ加工、焼戻し又は焼なましタイプの高温熱処理に供す
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ることができなければならない。これらの有利な特性はまた、銀層を含む積重体について
期待される他の特性を変更することなく、例えば吸収率、放射率及び耐性を大きく変更す
ることなく、得られなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の主題は、少なくとも１つの銀ベースの機能性金属層と少なくとも２つの反射防
止コーティングとを、各機能性金属層が２つの反射防止コーティングの間に配置されるよ
うに含んでいる薄層の積重体で被覆された透明基材を含むグレージングであり、ここでの
各反射防止コーティングは少なくとも１つの誘電体層を含んでいるグレージングであって
、前記積重体が、孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層を含む少なくとも１つの反射防止
コーティングと、１ｎｍ超、好ましくは２ｎｍ超の厚さを示す酸化チタンをベースとする
少なくとも１つのブロッキング層とを含んでおり、前記ブロッキング層が、孔タイプの欠
陥を生成し得る誘電体層を含む反射防止コーティングと銀ベースの機能性金属層との間に
、銀ベースの機能性金属層と直接接触して位置していることを特徴とする上記のグレージ
ングである。
【００２６】
　銀ベースの機能性金属層と接触している酸化チタンをベースとするブロッキング層、好
ましくは厚いブロッキング層を使用することが、積重体で被覆された基材に焼戻しタイプ
の熱処理に供した時に、ディウェッティングと銀層中の樹状孔タイプの欠陥の出現とを有
意に防止することを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１．ａは透過型顕微鏡で撮影した孔タイプの欠陥の断面画像であり、図１．ｂ
は図１．ａの断面の位置を白線で示す、走査型電子顕微鏡で撮影した画像である。
【図２】透過型顕微鏡で撮影したドームタイプの欠陥の断面画像である。
【図３】熱処理を施さなかった銀層を含む積重体で被覆された基材の光学顕微鏡画像であ
る。
【図４】ＮｉＣｒアンダーブロッカーなしの、本発明によるドームタイプ又は孔タイプの
欠陥を生成し得る層を含まないグレージングの画像である。
【図５】ＮｉＣｒアンダーブロッカーのある、本発明によるドームタイプ又は孔タイプの
欠陥を生成し得る層を含まないグレージングの画像である。
【図６】ドームタイプの欠陥を生成し得る層を含む積重体を含んだグレージングの画像で
ある。
【図７】アンダーブロッカーなしの、孔タイプの欠陥を生成し得る層を含む積重体を含ん
だグレージングの画像である。
【図８】ＮｉＣｒアンダーブロッカーのある、孔タイプの欠陥を生成し得る層を含む積重
体を含んだグレージングの画像である。
【図９】ＴｉＯxアンダーブロッカーを有する、孔タイプの欠陥を生成し得る層を含む積
重体を含んだ本発明によるグレージングの画像である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の解決策は、孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層を含む反射防止コーティング
が銀ベースの機能性金属層の下方に位置するグレージングの場合に特に適している。
【００２９】
　本発明はまた、優れた性能、具体的には曇り度、可視領域の吸収率、及び放射率の低下
、そしてまた熱処理後の引っかき傷の出現の減少、を可能にする。これらの有利な結果は
、特に、例えばＮｉＣｒ合金をベースとする、異なる性質のブロッキング層を含む積重体
、又はブロッキング層を含まない積重体を用いて得られたものとの比較によって観測され
る。
【００３０】
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　特に別の指定がなければ、本明細書で言及する厚さは物理的厚さである。「薄層」とい
う用語は、０．１ｎｍと１００μｍの間の厚さを示す層を意味すると理解される。
【００３１】
　本発明によれば、薄層の積重体で被覆された透明基材は、積重体が陰極スパッタリング
により基材上に被着されていることを意味する。
【００３２】
　本発明によれば、銀ベースの機能性金属層はブロッキング層と直接接触している。ブロ
ッキング下層は、機能性層の下に配置されたブロッキング層に対応し、この位置は基材に
関して規定される。基材とは反対側の機能性層上に配置されたブロッキング層は、ブロッ
キング上層として知られている。
【００３３】
　孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層は、光学顕微鏡分析又は走査型電子顕微鏡分析に
より確認することができる。このために、誘電体層は、銀層と接触して又はそれに近接し
て基材上に被着される。この集成体は熱処理に供される。画像の観察で、欠陥が生成され
ているかどうかを確認することが可能になる。該当する場合、これらの欠陥は孔タイプ又
はドームタイプのものである。
【００３４】
　酸化チタン（ＴｉＯ2）、酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ5）及び酸化スズ（ＳｎＯ2）をベースと
する層から選択される誘電体層は、孔タイプの欠陥を生成する可能性がある。
【００３５】
　酸化チタン（ＴｉＯ2）をベースとする層は、少なくとも９５．０重量％、好ましくは
少なくとも９６．５重量％、及びより好ましくは少なくとも９８．０重量％の酸化チタン
を含む。
【００３６】
　酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ5）をベースとする層は、少なくとも９５．０重量％、好ましくは
少なくとも９６．５重量％、及びより好ましくは少なくとも９８．０重量％の酸化ニオブ
を含む。
【００３７】
　酸化スズ（ＳｎＯ2）をベースとする層は、少なくとも９５．０重量％、好ましくは少
なくとも９６．５重量％、及びより好ましくは少なくとも９８．０重量％の酸化スズ（Ｓ
ｎＯ2）を含む。
【００３８】
　孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層はブロッキング層と融合されず、すなわち、孔タ
イプの欠陥を生成し得る誘電体層とブロッキング層は２つの別個の層である。孔タイプの
欠陥を生成し得る層がＴｉＯ2層であ場合、この層は性質の異なる少なくとも１つの層に
よりブロッキング層から分離される。
【００３９】
　孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層は、５ｎｍ超の厚さ、好ましくは８ｎｍと２０ｎ
ｍの間の厚さを示す。
【００４０】
　本発明に従って提供される解決策は、孔を生成し得る誘電体層が銀ベースの機能性層に
充分に近接していて前記欠陥を誘起する場合に適している。これは、特定数の誘電体層を
有する反射防止コーティングを含む複合積重体の場合において、孔タイプの欠陥を生成し
得る層がドームタイプの欠陥を生成し得ないか又は生成し得る１つ以上の層の大きな厚さ
により銀ベースの機能性層から分離される場合に、孔タイプの欠陥を生成する能力が低下
し、さらには無効化されるためである。
【００４１】
　反射防止コーティングの孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層は、１つ以上の層により
機能性層から分離され、ここで、孔タイプの欠陥を生成し得る層と機能性層との間に挿入
されるすべての層の厚さは、最大２０ｎｍ、好ましくは最大１５ｎｍである。
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【００４２】
　有利な実施形態によれば、銀ベースの機能性金属層の下方に位置する反射防止コーティ
ングは、ブロッキング層に直接接触している安定化機能を有する少なくとも１つの誘電体
層を含む。安定化機能を有するこの誘電体層は、結晶性酸化物、特に、少なくとも１種の
他の元素、例えばアルミニウムを使用して任意選択的にドープされた、酸化亜鉛をベース
とすることができる。特に銀層の下方に位置する、この安定化層の存在は、導電性と機械
的強度の点で良好な性能に大きく寄与する。
【００４３】
　すべての予測に反し、安定化層とブロッキング層のこの順序での共存に関連して、熱処
理後に得られる曇り度の値の低下への相乗効果が観察される。銀層の下方に位置する安定
化層の存在は、曇り度を低下させるのに必須の因子である。従って、安定化層と機能性層
との間に被着された厚いブロッキング層が曇り度の低下という結果を招くことは、全く予
測できない。反対に、このような層の存在は安定化層の作用を弱めること、実際には無効
化さえすることが、予測されていた。
【００４４】
　従って、反射防止コーティングの孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層は一般に、少な
くともブロッキング層と反射防止コーティングの安定化層とにより機能性層から分離され
る。
【００４５】
　反射防止コーティングの孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層は、１つ以上の層により
機能性層から分離され、孔タイプの欠陥を生成し得る層と機能性層との間に挿入されたす
べての層の厚さは少なくとも６ｎｍ、好ましくは少なくとも７．５ｎｍである。
【００４６】
　本発明によるグレージングは、焼戻しタイプの熱処理の前後に、ＮｉＣｒタイプのブロ
ッキング下層を有する積重体で被覆された基材を含んだグレージングよりも、低い吸収率
を示す。
【００４７】
　熱処理後、本発明によるグレージングは放射率の有意の低下を示す。この放射率値は、
ＮｉＣｒをベースとするブロッキング下層を有する積重体で被覆された基材を含むグレー
ジングのものより低い。さらに驚くべきことに、この放射率値はまた、ブロッキング下層
のない積重体で被覆された基材を含むグレージングのものより低い。
【００４８】
　ブロッキング層の使用が寄与する曇り度の点から見た改善がブロッキング層の厚さとと
もに増大することが、試験から示された。これらの試験は、焼戻しの条件をシミュレート
する条件下で熱処理後の曇り度を酸化チタン層の厚さの関数として評価するものであった
。ブロッキング層の厚さが増加すると、曇り度の値は低下する。しかし、酸化チタンは好
ましくはわずかに亜酸化され、従って吸収性である。そのため、例えば適切な厚さを選択
することにより、曇り度の低下と吸収率及び抵抗率の上昇との間で妥協点を見出す必要が
ある。酸化チタンをベースとするブロッキング層は、２．５ｎｍ超、好ましくは２．５ｎ
ｍと４．５ｎｍの間の厚さを示す。
【００４９】
　ブロッキング層は、ＴｉＯ2の形で完全に酸化することができ、又は部分的に亜酸化さ
れていてもよい。部分的に亜酸化される場合、これは化学量論比形態ではなくＴｉＯxタ
イプの準化学量論比形態で被着され、ここでのｘは酸化チタンＴｉＯ2の化学量論比と異
なる数であり、すなわち２ではなく、好ましくは２未満であり、特にこの酸化物の通常の
化学量論比の０．７５倍と０．９９倍の間の数である。ＴｉＯxは具体的には、１．５＜
ｘ＜１．９８又は１．５＜ｘ＜１．７、さらには１．７＜ｘ＜１．９５であるものでよい
。
【００５０】
　ブロッキング層は、セラミックのＴｉＯxターゲット（ｘは１．５と２の間である）か



(9) JP 6495903 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

ら、好ましくは希ガス（Ｈｅ、Ｎｅ、Ｘｅ、Ａｒ、Ｋｒ）から構成されるのが好ましい非
酸化性雰囲気（すなわち酸素の意図的な導入なし）で、被着される。これは、銀層の腐食
と汚染の問題を避けることを可能にする。
【００５１】
　本書全体を通して、本発明による基材は水平に配置されると見なされる。薄層の積重体
は、基材の上方に被着される。「（の）上方」及び「（の）下方」、また「下方（の）」
及び「上方（の）」という表現は、この方向性に関して考察される。具体的に明示されて
いない場合、「（の）上方」及び「（の）下方」という表現は、２つの層及び／又はコー
ティングが互いに接して配置されていることを必ずしも意味しない。層が別の層と又はコ
ーティングと「接触して」被着されると規定される場合には、これはこれらの２つの層（
又は層とコーティング）の間に１つ（又はそれ以上）の層を挿入することができないこと
を意味する。
【００５２】
　有利な実施形態によれば、積重体は以下のもの、すなわち、
　・酸化チタンをベースとする誘電体層と、この酸化チタンをベースとする誘電体層を銀
ベースの機能性金属層から分離する酸化チタンをベースとする層以外の誘電体層とを含め
た、少なくとも２つの誘電体層を含む反射防止コーティング、
　・少なくとも２ｎｍの厚さ、好ましくは少なくとも２．５ｎｍの厚さを示す酸化チタン
をベースとするブロッキング層、
　・酸化チタンをベースとするブロッキング層と直接接触して位置しいる銀ベースの機能
性金属層、
を含むことができる。
【００５３】
　この実施形態によれば、積重体は以下のもの、すなわち、
　・銀ベースの機能性金属層の下方に位置する反射防止コーティングであって、酸化チタ
ンをベースとする少なくとも１つの誘電体層と、この酸化チタンをベースとする誘電体層
を前記銀ベースの機能性金属層から分離する、酸化亜鉛をベースとし安定化機能を有する
誘電体層とを含む反射防止コーティング、
　・酸化亜鉛をベースとし安定化機能を有する前記誘電体層に直接接して位置しており、
少なくとも２ｎｍの厚さを示す、酸化チタンをベースとするブロッキング層、
　・酸化チタンをベースとする前記ブロッキング層と直接接して位置している銀ベースの
機能性金属層、
　・任意選択的にブロッキング上層、
　・前記銀ベースの機能性金属層の上方に位置する反射防止コーティング、
　・任意選択的に上部保護層、
を含むことができる。
【００５４】
　銀ベースの機能性層の厚さは、好ましさの増す順に、５～２０ｎｍ、又は８～１５ｎｍ
である。
【００５５】
　銀ベースの機能性金属層は、機能性層の重量に対して、少なくとも９５．０重量％、好
ましくは少なくとも９６．５重量％、より好ましくは少なくとも９８．０重量％の銀を含
む。好ましくは、銀ベースの機能性金属層が含む銀以外の金属は、該銀ベースの機能性金
属層の重量に対して１．０重量％未満である。
【００５６】
　反射防止コーティングの誘電体層は、チタン、ケイ素、アルミニウム、スズ及び亜鉛か
ら選択される１種以上の元素の酸化物又は窒化物から選択することができる。
【００５７】
　反射防止コーティングは、バリア機能を有する誘電体層及び／又は安定化機能を有する
誘電体層を含むことができる。
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【００５８】
　「バリア機能を有する誘電体層」という用語は、周囲雰囲気又は透明基材に由来し機能
性層に向かう酸素と水の高温での拡散に対するバリアを形成することができる材料で作製
された層を意味すると理解される。バリア機能を有する誘電体層は、酸化物、例えばＳｉ
Ｏ2など、ケイ素窒化物Ｓｉ3Ｎ4及びケイ素酸窒化物ＳｉＯxＮyから選択され、少なくと
も１種の他の元素、例えばアルミニウムなどを使用して任意選択的にドープされているケ
イ素化合物をベースとするか、アルミニウム窒化物ＡＩＮをベースとするか、又は酸化亜
鉛スズをベースとすることができる。
【００５９】
　「安定化機能を有する誘電体層」という用語は、機能性層とこの層との界面を安定化す
ることができる材料でできた層を意味すると理解される。安定化機能を有するこの誘電体
層は、好ましくは結晶性酸化物をベースとし、具体的には、アルミニウムなどの少なくと
も１種の他の元素を使用して任意選択的にドープされている、酸化亜鉛をベースとする。
安定化機能を有する誘電体層は、好ましくは酸化亜鉛層である。
【００６０】
　機能性層の下方に位置する各反射防止コーティングの最終層は、安定化機能を有する誘
電体層である。これは、安定化機能を有する層、例えば酸化亜鉛をベースとする層を、機
能性層の下方に有することが、銀ベースの機能性層の密着と結晶化とを促進し、高温での
その品質及び安定性を高めることから、有利であるためである。機能性層の上方に安定化
機能を有する層、例えば酸化亜鉛をベースとする層を有することも有利である。
【００６１】
　このように、安定化機能を有する誘電体層を、少なくとも１つの機能性層又は各機能性
層の上方及び／又は下方に、それと直接接触して又はブロッキング層により分離されて、
見いだすことができる。好ましくは、各機能性金属層は、その上層が、好ましくは酸化亜
鉛をベースとする、安定化機能を有する誘電体層である、反射防止コーティングの上方に
あり、及び／又は、その下層が、好ましくは酸化亜鉛をベースとする、安定化機能を有す
る誘電体層である、反射防止コーティングの下方にある。
【００６２】
　安定化機能を有する誘電体層は、少なくとも５ｎｍの厚さ、特に５ｎｍと２５ｎｍの間
、さらに好ましくは８～１５ｎｍの厚さを有することができる。
【００６３】
　特に有利な実施形態は、透明基材から出発して以下のもの、すなわち、
　・バリア機能を有する少なくとも１つの誘電体層と安定化機能を有する少なくとも１つ
の誘電体層とを含む反射防止コーティング、
　・ブロッキング層、
　・機能性層、
　・安定化機能を有する少なくとも１つの誘電体層とバリア機能を有する誘電体層とを含
む反射防止コーティング。
を含む積重体で被覆された基材を含むグレージングに関する。
【００６４】
　積重体は、特に引っかき傷に対する耐性を付与するために、積重体の最終層として被着
される上部保護層を含むことができる。この上部保護層は、反射防止コーティングに含ま
れるとは見なされない。この上部保護層は、少なくとも反射防止コーティングにより、機
能性層から分離され、その反射防止コーティングの厚さは一般に２０ｎｍ超である。これ
らの層は一般に極薄であり、特に２ｎｍと５ｎｍの間の厚さを有する。
【００６５】
　基材は、熱処理の高温に耐えることができる任意の材料で作製することができる。本発
明による透明基材は好ましくは、例えばガラス製、特にソーダ石灰シリカガラス製などの
、剛性の無機材料で作製される。基材の厚さは一般に、０．５ｍｍと１９ｍｍの間で様々
である。基材の厚さは、好ましくは６ｍｍ以下、さらには４ｍｍ以下である。
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【００６６】
　積重体で被覆された基材を含むグレージングは、高温の熱処理に供されていてもよい。
熱処理は、焼なまし、例えばフラッシュアニーリング、例としてレーザー若しくはフレー
ムアニーリングなど、焼戻し、及び／又は曲げ加工から選択される。熱処理温度は３００
℃超であり、好ましくは４００℃超、より好ましくは５００℃超である。
【００６７】
　積重体で被覆された基材は、湾曲及び／又は強化ガラスであることができる。グレージ
ングは、モノリシックグレージング、積層グレージング、非対称グレージング、又は複層
グレージング、特に二層グレージング若しくは三層グレージングの形態であることができ
る。
【００６８】
　本発明によるグレージングは、積層グレージングでよい。この場合、基材は、ガラス／
薄層の積重体／シート／ガラスタイプの構造を示すように、少なくとも１つの熱可塑性ポ
リマーシートにより集成されたガラスタイプの少なくとも２つの剛性の基材を含む。ポリ
マーは、具体的に言えば、ポリビニルブチラールＰＶＢ、エチレン－酢酸ビニルＥＶＡ、
ポリエチレンテレフタレートＰＥＴ、又はポリ塩化ビニルＰＶＣをベースとすることがで
きる。積層構造体においては、積重体で被覆された基材はポリマーシートに接触していて
もよい。
【００６９】
　本発明はまた、上記した基材の製造方法に関する。この方法によれば、薄層の積重体を
、所望により磁場に支援される、陰極スパッタリングタイプの真空技術により基材上に被
着させ、そしてブロッキング層を、セラミックのターゲットから非酸化性雰囲気で被着さ
せる。
【実施例】
【００７０】
　以下に明示する薄層の積重体を、透明なソーダ石灰ガラス製の厚さ２又は４ｍｍの基材
上に被着させる。
【００７１】
　これらの例について、スパッタリング（「マグネトロン陰極」スパッタリング）により
被着される層の被着条件を下記の表１に要約して示す。
【００７２】
　反射防止コーティングの誘電体層として、又はブロッキング層として被着させる酸化チ
タン層は、完全に又は部分的に酸化することができる。このために、準化学量論量のＴｉ
Ｏxのセラミックターゲットを使用して、完全に酸化されたＴｉＯ2層を得るためには酸化
雰囲気中で、あるいは準化学量論層を得るためには不活性雰囲気中で、被着を行う。
【００７３】
　特定の例について、成膜パワーを変えることにより層の厚さを変化させる。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
　下記の表は、比較例及び本発明による実施例の積重体を構成する各層又はコーティング
の材料とナノメートル単位（別段の指示がない場合）での物理的厚さを、積重体を支持す
る基材に対するそれらの位置の関数として列記している。
【００７６】

【表２】

【００７７】
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【表３】

【００７８】
【表４】

【００７９】
　グレージングＡ、Ｂ及びＣに、焼戻しをシミュレートするＮａｂｅｒ炉でもって６２０
℃で１０分間のアニールによる熱処理を施した。
【００８０】
　積重体で被覆した他の基材には、焼戻し炉での熱処理を施した。
【００８１】
Ｉ．顕微鏡観察
　層の形態を、光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡により分析する。これらの試験から、銀層
下の反射防止コーティング中の誘電体層の性質に応じて種々の欠陥が発生することが実証
される。
【００８２】
　熱処理後の欠陥の存在は、熱処理したグレージングについて欠陥を含む表面積の比率を
測定することにより定量することができる。測定は、孔により占められた表面積の割合を
測定するものである。
【００８３】
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　図３は、熱処理を施さなかった銀層を含む積重体で被覆された基材の光学顕微鏡により
撮影した画像である。欠陥は観察できない。他のすべての画像は、すべて熱処理後に撮影
した。光学顕微鏡で撮影した種々のグレージングの画像、及び欠陥により占められた面積
を、以下の表に要約して示す。
【００８４】
【表５】

【００８５】
　図４と５は、ＮｉＣｒアンダーブロッカーのない（図４）及びＮｉＣｒアンダーブロッ
カーのある（図５）、本発明によるドームタイプ又は孔タイプの欠陥を生成し得る層を含
まない２つのグレージングを例示する。これらの画像では、熱処理後に孔タイプ又はドー
ムタイプの欠陥がほとんどないことが観察される。
【００８６】
　図６は、ドームタイプの欠陥を生成し得る層を含む積重体を含んだグレージングの画像
である。図６のグレージングは、銀ベースの機能性層の下方に位置する反射防止コーティ
ング中に窒化ケイ素層の代わりに酸化亜鉛スズ層が存在することだけが、図４のグレージ
ングと異なる。図６の画像は、孔タイプの欠陥の樹状型の特徴の染みを含まない。
【００８７】
　図７と８は、アンダーブロッカーのない（図７）及びＮｉＣｒアンダーブロッカーのあ
る（図８）、孔タイプの欠陥を生成し得る層を含む積重体を含んだグレージングの画像で
ある。樹状の黒い染みは、銀を含まない領域に対応しており、すなわち焼戻し後に得られ
た孔タイプの欠陥に対応している。
【００８８】
　図７と８に例示した比較例３と比較例３’のグレージングは、銀ベースの機能性層の下
方に位置する反射防止コーティング中の酸化亜鉛の安定化機能を有する層と窒化ケイ素の
バリア層との間に１０ｎｍの酸化チタン層の存在することが、比較例１及び比較例１’の
グレージングと異なる。この比較例３のグレージングはブロッキング下層を含まず、比較
例３’のグレージングはＮｉＣｒをベースとするブロッキング下層を含む。これらの比較
例は、反射防止コーティングの誘電体層の性質が銀層中で生成される欠陥の有無とタイプ
に影響を与えることを明確に示している。
【００８９】
　 図９は、ＴｉＯxアンダーブロッカーを有する、孔タイプの欠陥を生成し得る層を含む
積重体を含んだ本発明によるグレージングの画像である。本発明の解決策は、積重体が孔
タイプの欠陥を生成し得る層を含む場合には、熱処理後に生成される孔タイプの欠陥の完
全な消失をもたらさない。しかし、特に欠陥を含む表面の比率が２％未満であるなら、そ
れらの減少は意味がある。
【００９０】
ＩＩ．拡散反射、及び欠陥数の減少の評価
　Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ　Ｌ９００分光計を用いて平均可視拡散反射率を測定するこ
とにより、曇り度を評価した。測定は、測定値から正反射率を除いて、可視領域にわたる
反射率のうちの拡散部分の平均を取り、曇りのない基準試料について得られたベースライ
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ン値を差し引くものである。これは、基準ミラーに関して測定した全反射率に対する百分
率として表される。得られた結果を下記の表に示す。
【００９１】
　孔により占められる表面積の割合と曇りのレベルとの間に、相関関係が存在する。
【００９２】
　欠陥の数の減少を評価できるようにするために、基準として採用したブロッキング下層
のない積重体を含んだ比較グレージング（比較例３）に対して、欠陥の数の変動に対応す
るΔ欠陥／基準（比較例３）を算出した。ＮｉＣｒブロッキング下層を有する積重体を含
んだ比較グレージング（比較例３’）に対しても、欠陥の数の変動に対応するΔ欠陥／比
較例３’を算出した。
【００９３】
　これらの値と拡散反射率の値、及び欠陥の百分率としての面積を、下記の表に要約して
示す。
【００９４】

【表６】

【００９５】
　これらの例から、孔を生成し得る層を含む反射防止コーティングのない積重体を含んだ
グレージングは、熱処理後にほとんど欠陥を含まないこと、及び曇り度が小さいことが確
認される（比較例及び比較例１’）。
【００９６】
　酸化チタンをベースとするブロッキング下層を含む本発明によるグレージングは、熱処
理後に含む欠陥がより少なく、曇り度がより小さい。ブロッキング下層の厚さが厚いほど
、これらの特性の改善、すなわち欠陥の欠如と曇り度の低下、が良好である。これらの結
果は、本発明の解決策が寄与する曇り度の低下の点から見て、大きな改善を示している。
【００９７】
　これらの比較からは、積重体が孔を生成し得る層を含む反射防止コーティングを含む場
合に、酸化チタンの厚いブロッキング下層が、熱処理後に孔タイプの欠陥の数を、ＮｉＣ
ｒ合金をベースとする下層より効果的に減少させることを可能にすることも実証される。
【００９８】
　比較例４、５及び６のグレージングは、特に孔タイプの欠陥を生成し得る層の反射防止
コーティング内の位置の点で異なる、反射防止コーティングを含む複合積重体を含んでい
る。孔を生成し得る層が、欠陥をあまり生成する可能性のない１つ以上の層、例えばＳｉ

3Ｎ4層のかなりの厚さにより、銀層から充分に離されている場合に、孔タイプの欠陥を生
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成する能力が低下し、全くなくなりさえすることがわかる（比較例５及び比較例６）。
【００９９】
　本発明が提供する解決策は、孔を生成し得る誘電体層が欠陥を誘起するのに充分に銀ベ
ースの機能性層に近接している場合に、特により好適である。
【０１００】
ＩＩＩ．光学的特性
　６ｍｍのガラス／アルゴンを９０％充填した１６ｍｍの挿入空間／４ｍｍのガラスとい
う構造を有する２層グレージングであって、面２（通常のように、グレージングの面１が
グレージングの最も外側の面である）に積重体が配置されている二層グレージングについ
て、光学的特性を測定した。
【０１０１】
　焼戻しの前後に、標準規格ＥＮ　１２８９８に従って算出した百分率としての放射率の
値（ε）、そしてまた標準規格ＥＮ　４１０に従って測定した吸収率の値（Ａｂｓ）と日
射係数の値（ｇ）を、下記の表に一緒に示す。
【０１０２】
【表７】

【０１０３】
　ブロッキング下層の追加は、その種類がどんなであれ、この層が銀のエピタキシャル成
長を妨げるため、焼戻し前の放射率の上昇をもたらす。
【０１０４】
　本発明による厚いブロッキング下層の存在は、ブロッキング下層を含まない積重体と比
較して、焼戻し前の放射率の上昇をもたらすが、この上昇は他のブロッキング下層で得ら
れるものより少ない。
【０１０５】
　熱処理後に、本発明によるグレージングは、ブロッキング下層のないグレージングより
、及びＮｉＣｒをベースとするブロッキング下層を含んだグレージングより、有意に低い
放射率を示す。低放射率が得られることは、放射によるエネルギー損失の低減の原因とな
り、従って二層グレージングの熱的性能の向上を招く。
【０１０６】
　これは、孔タイプの欠陥を生成し得る層とＮｉＣｒアンダーブロッカーとを含む比較例
３’のグレージングは適切な曇り度の値を示すが、放射率、吸収率及び日射係数の点では
本発明の有利な特性を示さないためである。
【０１０７】
　従って本発明の解決策は、放射率を低下させながら、且つ日射係数を上昇させながら、
曇り度を有意に低下させることを可能にする。
【０１０８】
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ＩＶ．安定化層とブロッキング層との相乗効果の評価
　Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ　Ｌ９００分光計を用いて平均可視拡散反射率を測定するこ
とにより、曇り度を評価した。
【０１０９】
【表８】

【０１１０】
　Δ曇り度／基準は、ブロッキング下層を含まない比較グレージングＡに対しての曇り度
の変動に相当している。
【０１１１】
　これらの試験から、安定化層の存在が低い曇り度の値を得るために必須であることが実
証される。しかし、すべての予測に反して、安定化層とブロッキング下層がこの順序に従
って同時に存在することに関連して、曇り度の値の低下に対する相乗効果が観察される。
これは、安定化層と機能性層との間に被着した厚いブロッキング下層が、曇り度の低下を
引き起こすことを予測することが絶対に不可能なためであり、さらに有力な理由として、
ブロッキング層を含まないグレージングに対して９０％の低下を引き起こすことを予測す
ることが絶対に不可能なためである。むしろ、このような層の存在は安定化層の作用を阻
止すると予測されたであろう。
【０１１２】
　これらの結果から、安定化層の上方に厚いブロッキング下層の存在することが、焼戻し
タイプの熱処理後の曇り度の有意の低下を可能にすることが実証される。
　本発明の態様としては、以下を挙げることができる：
《態様１》
　少なくとも１つの銀ベースの機能性金属層と少なくとも２つの反射防止コーティングと
を、各機能性金属層が２つの反射防止コーティングの間に配置されるように含んでいる薄
層の積重体で被覆された透明基材を含むグレージングであり、ここでの各反射防止コーテ
ィングは少なくとも１つの誘電体層を含んでいるグレージングであって、前記積重体が、
　・酸化チタンをベースとする、酸化ニオブをベースとする、及び酸化スズをベースとす
る層から選択される、孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層を含んでいて、銀ベースの機
能性金属層の下方に位置している、少なくとも１つの反射防止コーティング、及び、
　・１ｎｍ超の厚さを示す酸化チタンをベースとする少なくとも１つのブロッキング層で
あって、孔タイプの欠陥を生成し得る誘電体層を含む反射防止コーティングと銀ベースの
機能性金属層との間に、該銀ベースの機能性金属層と直接接触して位置している、少なく
とも１つのブロッキング層、
を含むことを特徴とする、薄層の積重体で被覆された透明基材を含むグレージング。
《態様２》
　孔タイプの欠陥を生成し得る前記誘電体層が５ｎｍ超、好ましくは８ｎｍと２０ｎｍの
間の厚さを示すことを特徴とする、態様１に記載のグレージング。
《態様３》
　前記反射防止コーティングの孔タイプの欠陥を生成し得る前記誘電体層が１つ以上の層
により前記機能性層から分離されており、孔タイプの欠陥を生成し得る該層と該機能性層
との間に挿入されたすべての層の厚さが最大２０ｎｍ、好ましくは最大１５ｎｍであるこ
とを特徴とする、態様１又は２に記載のグレージング。



(18) JP 6495903 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

《態様４》
　前記反射防止コーティングの孔タイプの欠陥を生成し得る前記誘電体層が１つ以上の層
により前記機能性層から分離されており、孔タイプの欠陥を生成し得る該層と該機能性層
との間に挿入されたすべての層の厚さが少なくとも６ｎｍ、好ましくは少なくとも７．５
ｎｍであることを特徴とする、態様１～３のいずれか１つに記載のグレージング。
《態様５》
　酸化チタンをベースとする前記ブロッキング層が２．５ｎｍと４．５ｎｍの間の厚さを
示すことを特徴とする、態様１～４のいずれか１つに記載のグレージング。
《態様６》
　酸化チタンをベースとする前記ブロッキング層がセラミックのＴｉＯxターゲット（こ
の式中のｘは１．５と２の間である）から非酸化性雰囲気で被着されていることを特徴と
する、態様１～５のいずれか１つに記載のグレージング。
《態様７》
　前記銀ベースの機能性金属層の下方に位置する前記反射防止コーティングが、例えばア
ルミニウムなどの少なくとも１種の他の元素を使用して任意選択的にドープされた、特に
酸化亜鉛をベースとする、前記ブロッキング層と直接接触した安定化機能を有する少なく
とも１つの誘電体層を含むことを特徴とする、態様１～６のいずれか１つに記載のグレー
ジング。
《態様８》
　前記積重体が、
　・酸化チタンをベースとする誘電体層と、酸化チタンをベースとする該誘電体層を銀ベ
ースの機能性金属層から分離する、酸化チタンをベースとする層以外の誘電体層とを含め
て、少なくとも２つの誘電体層を含む反射防止コーティング、
　・少なくとも２ｎｍの厚さ、好ましくは少なくとも２．５ｎｍの厚さを示す酸化チタン
をベースとするブロッキング層、
　・酸化チタンをベースとする該ブロッキング層と直接接触して位置している銀ベースの
機能性金属層、
を含むことを特徴とする、態様１～７のいずれか１つに記載のグレージング。
《態様９》
　前記積重体が、
　・酸化チタンをベースとする少なくとも１つの誘電体層と、酸化チタンをベースとする
該誘電体層を銀ベースの機能性金属層から分離する、酸化亜鉛をベースとし安定化機能を
有する誘電体層とを含む、銀ベースの該機能性金属層の下方に位置する反射防止コーティ
ング、
　・酸化亜鉛をベースとし安定化機能を有する該誘電体層と直接接触して位置している、
少なくとも２ｎｍの厚さを示す酸化チタンをベースとするブロッキング層、
　・酸化チタンをベースとする該ブロッキング層と直接接触して位置している銀ベースの
機能性金属層、
　・任意選択的にブロッキング上層、
　・銀ベースの該機能性金属層の上方に位置する反射防止コーティング、
　・任意選択的に上部保護層、
を含むことを特徴とする、態様１～８のいずれか１つに記載のグレージング。
《態様１０》
　機能性金属層の厚さが５ｎｍと２０ｎｍの間であることを特徴とする、態様１～９のい
ずれか１つに記載のグレージング。
《態様１１》
　前記反射防止コーティングが、酸化物、例えばＳｉＯ2など、ケイ素窒化物Ｓｉ3Ｎ4、
及びケイ素酸窒化物ＳｉＯxＮyから選択され、少なくとも１種の他の元素、例えばアルミ
ニウムなどを使用して任意選択的にドープされた、ケイ素化合物をベースとする、バリア
機能を有する少なくとも１つの誘電体層を含むことを特徴とする、態様１～１０のいずれ
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か１つに記載のグレージング。
《態様１２》
　前記積重体で被覆された前記基材が、３００℃超、好ましくは５００℃超の温度で熱処
理に供されていることを特徴とする、態様１～１１のいずれか１つに記載のグレージング
。
《態様１３》
　前記積重体で被覆された前記基材が少なくとも、湾曲及び／又は強化ガラス製であるこ
とを特徴とする、態様１～１２のいずれか１つに記載のグレージング。
《態様１４》
　薄層の前記積重体が、任意選択的に磁場により支援された、陰極スパッタリングタイプ
の真空技術により前記基材上に被着されていることを特徴とする、態様１～１３のいずれ
か１つに記載のグレージング。

【図１．ａ－１．ｂ】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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